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研磨ヘッドおよび研磨装置 

 

発明の背景 

発明の技術分野 

 本発明は、ウェーハ、基板、パネルなどのワークピースを研磨パッドに押5 

し付けて該ワークピースを研磨する研磨ヘッドに関し、特にワークピースを

囲むように配置されたリテーナリングの押圧構造に関する。 

関連技術の記載 

 化学機械研磨（ＣＭＰ：Chemical Mechanical Polishing）は、シリカ

（ＳｉＯ２）等の砥粒を含んだ研磨液を研磨パッドの研磨面上に供給しつつ10 

ワークピースを研磨面に摺接させて研磨を行う技術である。図９に示すよう

に、ＣＭＰを行うための研磨装置は、研磨パッド５００を支持する研磨テー

ブル５０１と、ワークピースＷを保持するための研磨ヘッド５０５と、研磨

パッド５００に研磨液を供給する研磨液ノズル５０８を備えている。 

 このような研磨装置を用いたワークピースＷの研磨は次のようにして行わ15 

れる。研磨テーブル５０１を研磨パッド５００とともに回転させながら、研

磨液ノズル５０８から研磨パッド５００上に研磨液を供給する。研磨ヘッド

５０５はワークピースＷを回転させながら、該ワークピースＷを研磨パッド

５００に対して押し付ける。ワークピースＷは研磨液の存在下で研磨パッド

５００に摺接されながら、ワークピースＷの表面は、研磨液の化学的作用と、20 

研磨液に含まれる砥粒および研磨パッド５００の機械的作用との組み合わせ

により平坦化される。 

 ワークピースＷの研磨中、ワークピースＷの表面は回転する研磨パッド５

００に摺接されるため、ワークピースＷには摩擦力が作用する。そこで、ワ

ークピースＷの研磨中にワークピースＷが研磨ヘッド５０５から外れないよ25 

うにするために、研磨ヘッド５０５はリテーナリング５１０を備えている。

このリテーナリング５１０は、ワークピースＷを囲むように配置されており、

ワークピースＷの研磨中、リテーナリング５１０は回転しながらワークピー
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スＷの外側で研磨パッド５００を押し付けている。 

 図１０は、図９に示す研磨ヘッド５０５の一部を示す断面図である。図１

０に示すように、研磨ヘッド５０５は、リテーナリング５１０を研磨パッド

５００に押し付けるための環状の弾性膜５１２を有している。弾性膜５１２

の内側には圧力室５１３が形成されている。加圧気体（例えば加圧空気）が5 

圧力室５１３内に供給されると、圧力室５１３内の流体圧力を受けた弾性膜

５１２は、リテーナリング５１０を研磨パッド５００に対して押圧する。し

たがって、ワークピースＷの研磨中、リテーナリング５１０はワークピース

Ｗが研磨ヘッド５０５から飛び出すことを防止することができる。 

 研磨ヘッド５０５は、ワークピースＷを研磨パッド５００に対して押し付10 

けるための弾性膜５１４をさらに有している。弾性膜５１４の内側には圧力

室５１５が形成されている。加圧気体（例えば加圧空気）が圧力室５１５内

に供給されると、圧力室５１５内の流体圧力を受けた弾性膜５１４は、ワー

クピースＷを研磨パッド５００に対して押圧する。したがって、ワークピー

スＷは、研磨パッド５００上に研磨液が存在した状態で、研磨パッド５００15 

と摺接される。 

 ワークピースＷの研磨が終了すると、図１１Ａに示すように、ワークピー

スＷを保持した研磨ヘッド５０５は、研磨パッド５００から離れ、ワークピ

ースＷとともに、所定のリリース位置まで移動される。さらに、図１１Ｂに

示すように、圧力室５１３に負圧を形成し、リテーナリング５１０をワーク20 

ピースＷに対して相対的に上昇させる。そして、図１１Ｃに示すように、リ

リースノズル５１９から液体（例えば純水）の噴流を弾性膜５１４とワーク

ピースＷとの接触部分に向けて放出し、ワークピースＷを弾性膜５１４から

リリースさせる。 

【先行技術文献】 25 

【特許文献】 

    【特許文献１】日本国特開２００６－１２８５８２号公報 

    【特許文献２】日本国特開２００９－１３１９４６号公報 
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 しかしながら、図１２に示すように、圧力室５１３内に負圧を形成すると、

弾性膜５１２の両側壁が真空によって引き寄せられて互いに接触することが

ある。この場合は、リテーナリング５１０を所定の位置まで上昇させること

ができず、リテーナリング５１０がリリースノズル５１９からの液体の噴流

を妨げてしまう。また、弾性膜５１２の損傷が進みやすく、弾性膜５１２の5 

寿命が短くなる。 

 

発明の要旨 

 そこで、本発明は、弾性膜により形成された圧力室内に負圧を形成したと

きに、弾性膜の両側壁同士の接触を防止することができる研磨ヘッドを提供10 

する。また、本発明は、そのような研磨ヘッドを備えた研磨装置を提供する。 

 一態様では、ワークピースを研磨パッドに押し付けて該ワークピースを研

磨するための研磨ヘッドであって、前記ワークピースを前記研磨パッドに押

し付けるための第１弾性膜と、前記第１弾性膜を囲むように配置されたリテ

ーナリングと、前記リテーナリングを前記研磨パッドに押し付けるための第15 

２弾性膜と、前記第１弾性膜が固定されたキャリアと、前記第２弾性膜によ

って形成された圧力室内に配置され、かつ前記第２弾性膜を前記キャリアに

固定する取り付け部材と、前記第２弾性膜を前記リテーナリングに連結する

連結部材を備え、前記第２弾性膜は、前記連結部材に接続された底壁と、前

記底壁に接続された側壁を有しており、前記取り付け部材は、前記側壁に沿20 

って前記リテーナリングに向かって延びるサポート部を有している、研磨ヘ

ッドが提供される。 

 一態様では、前記側壁は、互いに離れた第１側壁および第２側壁であり、

前記サポート部は、前記第１側壁および前記第２側壁に沿ってそれぞれ延び

る２つのサポート部であり、前記取り付け部材は、前記２つのサポート部の25 

間に位置する窪み部を有し、前記連結部材は、該連結部材が前記取り付け部

材に向かって移動したときに、前記窪み部内に収容される突起部を有してい

る。 
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 一態様では、前記底壁は、前記リテーナリングに向かって湾曲した断面形

状を有しており、前記連結部材が前記取り付け部材に向かって移動したとき

に、前記サポート部の少なくとも一部は、前記湾曲した底壁内に収容される。 

 一態様では、前記取り付け部材は、前記サポート部に沿って前記第２弾性

膜の周方向に延びる溝を有している。  5 

 一態様では、前記取り付け部材は、前記サポート部を貫通する複数の通孔

を有しており、前記複数の通孔は前記第２弾性膜の周方向に沿って配列され

ている。 

 一態様では、前記サポート部の少なくとも外側の面には摩擦低減処理が施

されている。 10 

 一態様では、研磨パッドを支持するための研磨テーブルと、ワークピース

を前記研磨パッドに押し付けて該ワークピースを研磨するための上記研磨ヘ

ッドを備えている、研磨装置が提供される。 

 本発明によれば、サポート部は、弾性膜の側壁の内側を支え、両側壁同士

が接触することを防止することができる。 15 

 

図面の簡単な説明 

 図１は、研磨装置の一実施形態を示す模式図である。 

 図２は、研磨ヘッドの断面図である。 

 図３は、リテーナリングおよびリテーナリング押圧機構の拡大断面図であ20 

る。 

 図４は、第２圧力室に負圧が形成されたときのリテーナリングおよびリテ

ーナリング押圧機構を示す拡大断面図である。 

 図５は、取り付け部材の他の実施形態を示す拡大断面図である。 

 図６は、取り付け部材のさらに他の実施形態を示す拡大断面図である。 25 

 図７は、取り付け部材のさらに他の実施形態を示す拡大断面図である。 

 図８は、取り付け部材のさらに他の実施形態を示す拡大断面図である。 

 図９は、従来の研磨装置を示す模式図である。 
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 図１０は、図９に示す研磨ヘッドの一部を示す断面図である。 

 図１１Ａ乃至図１１Ｃは、従来の研磨ヘッドの動作を説明する図である。 

 図１２は、従来の研磨ヘッドの問題点を説明する図である。 

 

実施形態の説明 5 

 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図１は、研磨

装置の一実施形態を示す模式図である。研磨装置１は、ウェーハ、基板、パ

ネルなどワークピースＷを化学機械的に研磨する装置である。図１に示すよ

うに、この研磨装置１は、研磨面２ａを有する研磨パッド２を支持する研磨

テーブル５と、ワークピースＷを研磨面２ａに対して押し付ける研磨ヘッド10 

７と、研磨液（例えば、砥粒を含むスラリー）を研磨面２ａに供給する研磨

液供給ノズル８を備えている。研磨ヘッド７は、その下面にワークピースＷ

を保持できるように構成されている。 

 研磨装置１は、支軸１４と、支軸１４の上端に連結された研磨ヘッド揺動

アーム１６と、研磨ヘッド揺動アーム１６の自由端に回転可能に支持された15 

研磨ヘッドシャフト１８をさらに備えている。研磨ヘッド７は、研磨ヘッド

シャフト１８の下端に固定されている。研磨ヘッド揺動アーム１６内には、

電動機などを備えた研磨ヘッド回転機構（図示せず）が配置されている。こ

の研磨ヘッド回転機構は、研磨ヘッドシャフト１８に連結されており、研磨

ヘッドシャフト１８および研磨ヘッド７を矢印で示す方向に回転させるよう20 

に構成されている。 

 研磨ヘッドシャフト１８は、図示しない研磨ヘッド昇降機構（ボールねじ

機構などを含む）に連結されている。この研磨ヘッド昇降機構は、研磨ヘッ

ドシャフト１８を研磨ヘッド揺動アーム１６に対して相対的に上下動させる

ように構成されている。この研磨ヘッドシャフト１８の上下動により、研磨25 

ヘッド７は、矢印で示すように、研磨ヘッド揺動アーム１６および研磨テー

ブル５に対して相対的に上下動可能となっている。 

 研磨装置１は、研磨パッド２および研磨テーブル５をそれらの軸心を中心
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に回転させるテーブル回転モータ２１をさらに備えている。テーブル回転モ

ータ２１は研磨テーブル５の下方に配置されており、研磨テーブル５は、テ

ーブル軸５ａを介してテーブル回転モータ２１に連結されている。研磨テー

ブル５および研磨パッド２は、テーブル回転モータ２１によりテーブル軸５

ａを中心に矢印で示す方向に回転されるようになっている。研磨パッド２は、5 

研磨テーブル５の上面に貼り付けられている。研磨パッド２の露出面は、ウ

ェーハなどのワークピースＷを研磨する研磨面２ａを構成している。 

 ワークピースＷの研磨は次のようにして行われる。ワークピースＷは、そ

の被研磨面が下を向いた状態で、研磨ヘッド７に保持される。研磨ヘッド７

および研磨テーブル５をそれぞれ回転させながら、研磨テーブル５の上方に10 

設けられた研磨液供給ノズル８から研磨液（例えば、砥粒を含むスラリー）

を研磨パッド２の研磨面２ａ上に供給する。研磨パッド２はその中心軸線を

中心に研磨テーブル５と一体に回転する。研磨ヘッド７は研磨ヘッド昇降機

構（図示せず）により所定の高さまで移動される。さらに、研磨ヘッド７は

上記所定の高さに維持されたまま、ワークピースＷを研磨パッド２の研磨面15 

２ａに押し付ける。ワークピースＷは研磨ヘッド７と一体に回転する。研磨

液が研磨パッド２の研磨面２ａ上に存在した状態で、ワークピースＷは研磨

面２ａに摺接される。ワークピースＷの表面は、研磨液の化学的作用と、研

磨液に含まれる砥粒および研磨パッド２の機械的作用との組み合わせにより、

研磨される。 20 

 次に、研磨ヘッド７の詳細について説明する。図２は、研磨ヘッド７の断

面図である。研磨ヘッド７は、ヘッド本体３０とリテーナリング３３とを備

えている。ヘッド本体３０は、研磨ヘッドシャフト１８に連結されたキャリ

ア３５と、キャリア３５の下面に取り付けられた第１弾性膜３８を備えてい

る。 25 

 第１弾性膜３８の下面は押圧面３８ａを構成しており、この押圧面３８ａ

はワークピースＷの上面（被研磨面とは反対側の面）に接触している。第１

弾性膜３８には複数の通孔（図示せず）が形成されている。キャリア３５と
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第１弾性膜３８との間には複数の第１圧力室４１が形成されている。中央の

第１圧力室４１は円形であり、外側の第１圧力室４１は環状である。これら

の第１圧力室４１は、第１流体ラインＦ１，Ｆ２，Ｆ３を通じて圧力調整装

置（図示せず）に接続されている。第１圧力室４１に加圧流体（例えば、加

圧空気）が供給されると、第１圧力室４１内の流体圧力を受けた第１弾性膜5 

３８の押圧面３８ａは、ワークピースＷを研磨パッド２の研磨面２ａに対し

て押圧する。第１圧力室４１内に負圧が形成されると、ワークピースＷは第

１弾性膜３８の押圧面３８ａに真空吸引により保持される。第１圧力室４１

の数は、図２に示す実施形態に限られない。一実施形態では、単一の第１圧

力室４１がキャリア３５と第１弾性膜３８との間に設けられてもよい。 10 

 リテーナリング３３は、ワークピースＷおよび第１弾性膜３８を囲むよう

に配置されている。より具体的には、リテーナリング３３は、ワークピース

Ｗの外周縁および第１弾性膜３８の押圧面３８ａを囲むように配置されてい

る。リテーナリング３３の上部は、環状のリテーナリング押圧機構４５に連

結されている。このリテーナリング押圧機構４５は、リテーナリング３３の15 

上面の全体に均一な下向きの荷重を与え、リテーナリング３３の下面を研磨

パッド２の研磨面２ａに対して押圧するように構成されている。 

 リテーナリング押圧機構４５は、リテーナリング３３の上部に固定された

連結部材４７と、連結部材４７に接続された環状の第２弾性膜５０と、第２

弾性膜５０をキャリア３５に取り付ける取り付け部材５３を備えている。連20 

結部材４７の具体的構成は特に限定されず、連結部材４７は、上側リテーナ

リングであってもよい。第２弾性膜５０の内部には第２圧力室５８が形成さ

れている。この第２圧力室５８は第２流体ラインＦ４を通じて圧力調整装置

（図示せず）に接続されている。取り付け部材５３は、第２圧力室５８内に

配置されている。第２流体ラインＦ４は、取り付け部材５３を貫通して延び25 

ており、第２圧力室５８に連通している。本実施形態では、取り付け部材５

３は、リテーナリング３３に沿って延びる環状である。 

 第２圧力室５８に加圧流体（例えば、加圧空気）が第２流体ラインＦ４を
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通じて供給されると、第２圧力室５８内の流体圧力を受けた第２弾性膜５０

は、連結部材４７を下方に押し下げ、さらに、連結部材４７はリテーナリン

グ３３の全体を下方に押し下げる。このようにして、リテーナリング押圧機

構４５は、リテーナリング３３の下面を研磨パッド２の研磨面２ａに対して

押圧する。 5 

 図３は、リテーナリング３３およびリテーナリング押圧機構４５の拡大断

面図である。図３に示すように、第２弾性膜５０は、２つの側壁５０Ａ，５

０Ｂと、一方の側壁５０Ａに接続された底壁５０Ｃと、他方の側壁５０Ｂに

接続された底壁５０Ｄを有している。側壁５０Ａは、他方の側壁５０Ｂの内

側に位置しており、底壁５０Ｃは、他方の底壁５０Ｄの内側に位置している。10 

第２弾性膜５０の上端、すなわち２つの側壁５０Ａ，５０Ｂの上端は、取り

付け部材５３によってキャリア３５に固定されている。取り付け部材５３は、

図示しないねじによってキャリア３５に固定される。連結部材４７は、２つ

の底壁５０Ｃ，５０Ｄに接続されている。連結部材４７は可動部材であり、

第２圧力室５８内の圧力に応じて上下動する。連結部材４７は、取り付け部15 

材５３に向かって突出する（すなわち上方に突出する）突出部４７ａを有し

ている。 

 本実施形態における第２弾性膜５０は、下方に湾曲した断面を有する２つ

の底壁５０Ｃ，５０Ｄを有するローリングダイヤフラムである。このローリ

ングダイヤフラム型の第２弾性膜５０は、第２圧力室５８内の圧力の変化に20 

応じて、第２弾性膜５０が連結部材４７およびキャリア３５の内面に擦れる

ことなく、第２弾性膜５０が滑らかに変形できるという利点がある。ただし、

第２弾性膜５０は、本実施形態の形状に限定されず、下方に湾曲した底壁を

持たない非ローリングダイヤフラム型であってもよい。 

 取り付け部材５３は、２つの側壁５０Ａ，５０Ｂに沿ってリテーナリング25 

３３に向かって突出する２つのサポート部５４Ａ，５４Ｂを有している。こ

れらサポート部５４Ａ，５４Ｂは、下方に延びており、第２圧力室５８内に

位置している。サポート部５４Ａ，５４Ｂは互いに離れており、サポート部
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５４Ａ，５４Ｂの間には、窪み部５５が形成されている。本実施形態の窪み

部５５は環状である。この窪み部５５は、連結部材４７の突出部４７ａの幅

よりも大きな幅を有している。取り付け部材５３の材料の例としては、金属

（例えばステンレス鋼）、硬質の樹脂、セラミックなどが挙げられる。 

 サポート部５４Ａ，５４Ｂは、２つの側壁５０Ａ，５０Ｂの内面に沿って5 

延びている。第２圧力室５８内に加圧流体（例えば加圧気体）が供給された

とき、サポート部５４Ａ，５４Ｂは、２つの側壁５０Ａ，５０Ｂの内面に接

触してもよく、または離れてもよい。サポート部５４Ａ，５４Ｂは、第２圧

力室５８内に負圧が形成されたときに、これら側壁５０Ａ，５０Ｂを内側か

ら支えることができる。すなわち、図４に示すように、第２圧力室５８内に10 

負圧が形成されたとき、側壁５０Ａ，５０Ｂは負圧によって互いに近づく方

向に引き寄せられる一方で、サポート部５４Ａ，５４Ｂにより側壁５０Ａ，

５０Ｂの内側への移動が制限される。結果として、サポート部５４Ａ，５４

Ｂは、２つの側壁５０Ａ，５０Ｂが互いに接触することを防止することがで

きる。 15 

 さらに、本実施形態によれば、図４に示すように、第２圧力室５８内に負

圧が形成されると、連結部材４７が取り付け部材５３に向かって移動し（す

なわち上昇し）、連結部材４７の突出部４７ａが取り付け部材５３の窪み部

５５内に収容される。同時に、サポート部５４Ａ，５４Ｂの下部は、下方に

湾曲した底壁５０Ｃ，５０Ｄ内にそれぞれ収容される。したがって、連結部20 

材４７およびリテーナリング３３の大きなストローク（すなわち、長い移動

距離）が確保される。リテーナリング３３は、第１弾性膜３８とワークピー

スＷとの接触部分よりも高い位置まで上昇することができる。したがって、

リリースノズル６０は、液体（例えば純水）の噴流を第１弾性膜３８とワー

クピースＷとの接触部分に向けて放出して、ワークピースＷを第１弾性膜３25 

８からリリースさせることができる。さらに、サポート部５４Ａ，５４Ｂは、

第２弾性膜５０の側壁５０Ａ，５０Ｂが大きく変形することを防ぐことがで

きるので、第２弾性膜５０の寿命を長くすることができる。 



 

10 

 

 図５は、取り付け部材５３の他の実施形態を示す拡大断面図である。特に

説明しない本実施形態の構成は、図１乃至図４を参照して説明した実施形態

と同じであるので、その重複する説明を省略する。図５に示すように、取り

付け部材５３は、サポート部５４Ａ，５４Ｂに沿って第２弾性膜５０の周方

向に延びる溝６２Ａ，６２Ｂを有している。本実施形態では、環状の２つの5 

溝６２Ａ，６２Ｂが２つのサポート部５４Ａ，５４Ｂの内側に沿って延びて

いる。これらの溝６２Ａ，６２Ｂは、第２流体ラインＦ４を通じて第２圧力

室５８内の気体を排気したときに、環状の第２圧力室５８の全体に速やかに

負圧を形成することができる。したがって、リテーナリング３３の全体が滑

らかにかつ速やかに上昇することができる。 10 

 図５に示す実施形態では、溝６２Ａ，６２Ｂはサポート部５４Ａ，５４Ｂ

の上端に沿って形成されている。しかしながら、溝６２Ａ，６２Ｂの位置は、

図５に示す実施形態に限られない。例えば、図６に示すように、溝６２Ａ，

６２Ｂは、サポート部５４Ａ，５４Ｂの上端と下端との間に位置してもよい。 

 一実施形態では、図７に示すように、溝６２Ａ，６２Ｂは、サポート部５15 

４Ａ，５４Ｂの外側（外面）に形成されてもよい。図７に示す実施形態では、

環状の２つの溝６２Ａ，６２Ｂが２つのサポート部５４Ａ，５４Ｂの外側に

沿って延びている。第２圧力室５８内に加圧流体（例えば加圧空気）を供給

したときに、加圧流体は溝６２Ａ，６２Ｂに流入し、第２弾性膜５０の側壁

５０Ａ，５０Ｂをサポート部５４Ａ，５４Ｂから離すように側壁５０Ａ，５20 

０Ｂに作用する。結果として、第２弾性膜５０は第２圧力室５８内の圧力に

応じて滑らかに変形することができ、リテーナリング３３を滑らかに移動さ

せることができる。一実施形態では、取り付け部材５３は、図５または図６

に示す溝（第１溝）６２Ａ，６２Ｂと、図７に示す溝（第２溝）６２Ａ，６

２Ｂの両方を備えてもよい。 25 

 図８は、取り付け部材５３の他の実施形態を示す拡大断面図である。特に

説明しない本実施形態の構成は、図１乃至図４を参照して説明した実施形態

と同じであるので、その重複する説明を省略する。図８に示すように、取り
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付け部材５３は、サポート部５４Ａ，５４Ｂを貫通する複数の通孔６３Ａ，

６３Ｂを有している。図８では、サポート部５４Ａに形成された１つの通孔

６３Ａと、サポート部５４Ｂに形成された１つの通孔６３Ｂのみが描かれて

いるが、複数の通孔６３Ａ，６３Ｂは第２弾性膜５０の周方向に沿って配列

されている。各通孔６３Ａ，６３Ｂは、サポート部５４Ａ，５４Ｂを第２弾5 

性膜５０の半径方向に貫通している。 

 図７を参照して説明した実施形態と同じように、第２圧力室５８内に加圧

流体（例えば加圧空気）を供給したときに、加圧流体は複数の通孔６３Ａ，

６３Ｂに流入し、第２弾性膜５０の側壁５０Ａ，５０Ｂをサポート部５４Ａ，

５４Ｂから離すように側壁５０Ａ，５０Ｂに作用する。結果として、第２弾10 

性膜５０は第２圧力室５８内の圧力に応じて滑らかに変形することができ、

リテーナリング３３を滑らかに移動させることができる。一実施形態では、

取り付け部材５３は、図５または図６に示す溝６２Ａ，６２Ｂと、図８に示

す複数の通孔６３Ａ，６３Ｂの両方を備えてもよい。 

 図２乃至図８に示す各実施形態において、サポート部５４Ａ，５４Ｂの少15 

なくとも外側の面に摩擦低減処理を施してもよい。摩擦低減処理は、サポー

ト部５４Ａ，５４Ｂと第２弾性膜５０との摩擦を低減させることができる処

理である。摩擦低減処理の例としては、フッ素樹脂（例えばポリテトラフル

オロエチレン）によるサポート部５４Ａ，５４Ｂの被覆、サポート部５４Ａ，

５４Ｂの表面の粗面加工（例えば、ブラスト処理、エンボス加工）が挙げら20 

れる。 

 摩擦低減処理が施されたサポート部５４Ａ，５４Ｂは、第２弾性膜５０が

第２圧力室５８内の圧力に応じて滑らかに変形することを可能とする。結果

として、リテーナリング３３を滑らかに移動させることができる。 

 上述した実施形態は、本発明が属する技術分野における通常の知識を有す25 

る者が本発明を実施できることを目的として記載されたものである。上記実

施形態の種々の変形例は、当業者であれば当然になしうることであり、本発

明の技術的思想は他の実施形態にも適用しうる。したがって、本発明は、記
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載された実施形態に限定されることはなく、特許請求の範囲によって定義さ

れる技術的思想に従った最も広い範囲に解釈されるものである。 
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特許請求の範囲 

 

１． ワークピースを研磨パッドに押し付けて該ワークピースを研磨するた

めの研磨ヘッドであって、 

 前記ワークピースを前記研磨パッドに押し付けるための第１弾性膜と、 5 

 前記第１弾性膜を囲むように配置されたリテーナリングと、 

 前記リテーナリングを前記研磨パッドに押し付けるための第２弾性膜と、 

 前記第１弾性膜が固定されたキャリアと、 

 前記第２弾性膜によって形成された圧力室内に配置され、かつ前記第２弾

性膜を前記キャリアに固定する取り付け部材と、 10 

 前記第２弾性膜を前記リテーナリングに連結する連結部材を備え、 

 前記第２弾性膜は、 

  前記連結部材に接続された底壁と、 

  前記底壁に接続された側壁を有しており、 

 前記取り付け部材は、前記側壁に沿って前記リテーナリングに向かって延15 

びるサポート部を有している、研磨ヘッド。 

 

２． 前記側壁は、互いに離れた第１側壁および第２側壁であり、 

 前記サポート部は、前記第１側壁および前記第２側壁に沿ってそれぞれ延

びる２つのサポート部であり、 20 

 前記取り付け部材は、前記２つのサポート部の間に位置する窪み部を有し、 

 前記連結部材は、該連結部材が前記取り付け部材に向かって移動したとき

に、前記窪み部内に収容される突起部を有している、請求項１に記載の研磨

ヘッド。 

 25 

３． 前記底壁は、前記リテーナリングに向かって湾曲した断面形状を有し

ており、 

 前記連結部材が前記取り付け部材に向かって移動したときに、前記サポー
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ト部の少なくとも一部は、前記湾曲した底壁内に収容される、請求項１また

は２に記載の研磨ヘッド。 

 

４． 前記取り付け部材は、前記サポート部に沿って前記第２弾性膜の周方

向に延びる溝を有している、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の研磨ヘ5 

ッド。 

 

５． 前記取り付け部材は、前記サポート部を貫通する複数の通孔を有して

おり、前記複数の通孔は前記第２弾性膜の周方向に沿って配列されている、

請求項１乃至４のいずれか一項に記載の研磨ヘッド。 10 

 

６． 前記サポート部の少なくとも外側の面には摩擦低減処理が施されてい

る、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の研磨ヘッド。 

 

７． 研磨パッドを支持するための研磨テーブルと、 15 

 ワークピースを前記研磨パッドに押し付けて該ワークピースを研磨するた

めの、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の研磨ヘッドを備えている、研

磨装置。 


